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Ava ntages ECOLE POLYTECHNIQUE

FEDERALE DE LAUSANNE

Conductivité thermique élevée : ~ 20 W/m/K.

Miniaturisation : environ 50 a 60% par rapport a un PCB.
Multicouches: jusqu’a 25 couches.

Stabilité des résistances, TCR faible (=50 ppm/°C)

Ajustement précis (par laser): jusqu’a 0.1%

Bonnes propriétés électriques (constantes diélectrique, pertes,...)
Report de composants : SMD, chip on board, flip chip, multichip...
Interconnexions et packaging (DIL, SIP.....).

Cout modéré, fiable, fabrication flexible ...
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Capteurs piézorésistifs ECOL POLYTICINIQUE

Les résistances en technologie des couches épaisses ont
un effet piézoreésistif.

Facteur de jauge = allongement / déformation

Le facteur de jauge est typ. 12.
(Si : 50 ; jauges collées : 2)

Structure Conduction
chemins

verre
conducteurs .
/.. verre

Avantages
- Fiable (sérigraphie)
- Bon marché (sérigraphie)

- Contact intime
- Fluage négligeable
- Trés stable
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i Produit: capteur de force ECOLE POLYTECHNIQUE

poutre cantilever
en alumine assemblée
par brasage tendre




ALK PF

Capteur de force brasé ECOLE POLYTECHNIQUE

Brasure = liaison mécanique + électrique

Fluage de la brasure = dérive du signal

1 brasure:

reste des fixation

contacts  principale espace
(par trous +contact  gbtenu
métallisés

) y parcale
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Cellule de force non amplifiée:c: oimcia
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Poutre cantilever en alumine

contacts électriques
electrical contacts
el. Anschliisse
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ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Face inférieure
bottom side
Unterseite

résistances d'ajustement
trimming resistors
Abgleichwiderstinde

résistances de mesure
measuring resistors
Messwiderstiande

liaison mécanique & contact électrique
mechanical bond & electrical contact
mechanische & elektrische Verbindung
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Application : capteur de couple i roiciniau:
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Application ECOLE POLYTECHNIQUE

Capteur de couple




ALK PF

Application voisine LCOLE POLYTECHNIAUE

Accéléerometre hermétique : capot braseé




Vieillissement apres brasage o ovmciva

FEDERALE DE LAUSANNE

i ALK PF

20
3 Dérive maxi £0.5%
>
=
©
c
2
e Brasure Sn96
‘20 T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600
Age apres brasage [hl

LIPM I B SENSILE

EEEEEEEEEEEE



ALK PF

i Charge / décharge (50%) ECOLE FOLYTECHNIQUE
Peu de dérive (£0.3%)
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i Dérive sur 1400 h (cellules) ECOLE POLYTECHNIQUE

Cycles thermiques
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i Dérive sur 1400 h (cellules)

Cycles thermiques

ALK PF

ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE
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Dérive sur 1400 h (cellules) FCOLE POLYTECHNIQUE

Cycles thermiques
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Dérive sur 1200 h (capteurs) o ovmciva

i BEPH

Cycles thermiques
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i Dérive sur 840 h (capteurs)

ALK PF

ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE
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i Dérive a 55C (capteurs)

ALK PF

ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE
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i Dérive a 30C (capteurs) ECOLE POLYTECHNIQUE
Cycles thermiques
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Durcissement par réaction ECOLE POLYTECHNIQUE
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Verre de scellement ST

- Capteur de pression absolue
-> Capteur de niveau pour cuve
- Tres stable (pas de fluage notable)

- Mais FRAGILE
Capteur Electronique Cellule de
d’amplification mesure
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i Conclusions & perspectives o oiricinas

FEDERALE DE LAUSANNE

- Capteurs simples et fiables.

- La brasure limite la précision.
- Stabilité de I'électronique?
- Développements futurs :
- Amélioration de la brasure.
- Amélioration de la poutre (matériau).

- Découplage mécanique.
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